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ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧА-

СТИЦ, ПЛАЗМЕННЫЕ ЭМИТТЕРЫ, ИОННЫЕ ПУЧКИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ, КОМ-

БИНИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННО-ИОННЫЕ ПУЧКИ  

 

Объектом исследований являются плазменные источники низкоэнергетичных 

ионно-электронных совмещенных в пространстве пучков и генерируемые ими пучки заря-

женных частиц, системы их электропитания. 

Целью настоящей работы является разработка и исследование плазменных низко-

энергетичных источников для формирования совмещенных в пространстве ионных и элек-

тронных потоков с ускорением зарядов в двойных электрических слоях в плазме, предна-

значенных для реализации технологий поверхностной модификации материалов. 

В результате выполнения работы разработана и исследована новая конструкция 

плазменного источника, на которую получен патент РБ на изобретение, подготовлен ком-

плект чертежей. Предложена физико-математическая модель и на ее основе разработана 

программа для расчета ряда параметров газоразрядной плазмы, формируемой в источнике. 

Разработан алгоритм работы автоматизированной системы электропитания плазменного 

источника и системы откачки рабочей вакуумной камеры.  

Область применения: новые конструкции источников с плазменным эмиттером поз-

волят разработать на их основе новые ресурсосберегающие технологии электронно-ионной 

лучевой обработки деталей машино- и приборостроения.  

Основные показатели: новые конструкции плазменных источников низкоэнергетичных 

совмещенных в пространстве ионных и электронных потоков заряженных частиц обеспечат 

повышение эффективности и увеличение качества реализации существующих, и будут способ-

ствовать разработке новых технологий лучевого воздействия на поверхность материалов, что 

в целом позволит расширить область применения плазменных лучевых технологий в промыш-

ленности Республики Беларусь. Технологии ионно- и электронно-лучевого воздействия пред-

ставляют интерес для следующих предприятий Беларуси – ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО 

«Амкодор», и др.  

Степень внедрения: результаты исследований планируется использовать для созда-

ния отечественных электронно-ионно-лучевых энергокомплексов различного технологиче-

ского назначения и для разработки новой технологии модификации поверхностей различ-

ных материалов и сплавов. Полученные новые научные результаты используются в учеб-

ном процессе ВГУ имени П.М. Машерова и ПГУ имени Е. Полоцкой (приложение А) при 
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подготовке научных кадров в рамках магистратуры и аспирантуры и будут использованы 

при подготовке 2 кандидатских и 1 докторской диссертаций.   
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения: 

БПР – блок питания разряда  

ВАХ – вольт-амперная характеристика 

ВТР – высоковольтный тлеющий разряд 

ИПА – ионно-плазменное азотирование 

КНБ – кубический нитрид бора 

ПИЭЛ – плазменный источник электронов 

ПКА – поликристаллический алмаз 

ПЛК – программируемый логический контроллер 

ППП – пакет прикладных программ 

СТМ – сверхтвердые материалы 

ХТО – химико-термическая обработка 

ЭЛВ – электронно-лучевое воздействие 

ЭЛС – электронно-лучевая сварка 

ЭОС – электронно-оптическая система 
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